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Zazijte nové Cistice vzduchu Sharp
s vysokou hustotou iontl Plasmacluster. |

Plasmacluster a Plasmacluster HD jsou obchodnimi anamkami spoleénosti Sharp Corporation




Nové cistice vzduchu Sharp s vysokou hustotou iontt
vzduch celé mistnosti a snizi alergeny a latky pfenasené
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Technologie ,Plasmacluster”
Plasmaciuster HD™ . = . ._ .; = 48

Plazmovy vyboj vytvari a vylucuje stejné pozitivni
a negativni ionty, které se vyskytuji v pfirodé
Technologie ,Plasmacluster” je originalni
technologii spolecnosti Sharp na ¢isténi vzduchu
pro vysoce efektivni snizovani zadrzenych plisni a
virQ, které se prenaseji vzduchem.
Vitéz ceny Inventiont Prize na 2008 Nationtal
Inventiont Awards Ceremony kterou
hosti Japan Institute of Invention
and Innovation (JIII)

Patentované spolecnosti Sharp
(patent £, 3680121




Plasmacluster rychle a efektivné vycisti

vzduchem.
i
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) Vypousténi iontd
« Plasmacluster.

. »

negativni ionty, jaké se daji najit v prir
vypuiténé do vzduchu maji dlouhou
protoze jsou obklopeny molekulam

M Navrat do vzduchu
ve formé vody.

2 pfilnou k povrchdm plisni a vird.
rani vodik z proteint

rchi, éimz je

Jednotka generujici ionty s vysokou hustotou

F lonty Plasmacluster ve vzduchu jsou stejné jako v prirodé, takze se daji

s vysokou hustotou generovat v obytném prostiedi.

Stejny typ iontd, jako jsou v prirodnim prostiedi

lonty Plasmacluster jsou pozitivni a negativni ionty, které pfilnou k povrchim
zadrzenych mikrobti pfenasenych vzduchem a tvori vysoce oxidujici
hydroxidové radikaly, které fyzicky rozkladaji a odstranuji proteiny na povriich
zadrzenych mikrob(. Protoze jsou pii prenosu vzduchem stejné jako v pfirodé
se vyskytujici jonty, v domacnostech se mohou vyskytovat ve vyséich hustotach.

Testovaci zavody v souladu s GLP* sesbirali o technologii Plasmacluster
spolecnosti Sharp vysoce spolehlivé Udaje o bezpeénosti.

Test podrazdéni/poikozeni kize

Test podrazdéni/poskozeni odi

Test toxicity pfi vdechnuti (hodnoceni genetického vlivu na tkan plic)

Testoval: Mitsubishi Chemical Safety Institute

Molekuly vody obklopuji ionty a tak zajistuji dlouhou iontovou Zivotnost

Zarizenl na generovani iontl Plasmacluster, které ho pohani, je
vyménitelnou jednotkou. Pouziva vysoké napéti a veliké mnozstvi
elektrickych vybojl na generovani vyssich hustot pozitivnich a negativnich
iontd, ProtoZe jsou pozitivni a negativni ionty obklopeny molekulami vody,
mohou prezit delsi obdobi.
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lonty jsou obklopeny molekulami
GEN vody a to fim umainuje deléi preZit




T Technologie Plasmacluster s vysokou
Al Propracované antibakterialni ¢isténi
® Technologie, ktera nabizi prelomovou

PlasmaclusterHD™

Technologie Plasmacluster je originalni technologie spolecnosti Sharp, ktera ¢isti vzduch
emitovanim vysoce bezpecnych pozitivnich a negativnich iont stejného typu, jako jsou v pfirodé.
To snizuje a Cisti zadrzené plisné, viry a alergeny prenasené vzduchem. Vyhody byly prokazany

oficialnimi testovacimi instituty v Japonsku a po celém svété.

Ovérena ucinnost iontu Plasmacluster

Redukce alergent
z prachovych
roztocu

lonty Plasmacluster rozrusuji proteiny a odstranuji
je ze zadrzenych alergent, které vznikaji z vykald
prachovych roztoct a mrtvych roztocd, a tim se
snizuje jejich ucinek.

W Snizeni acinkd 100% - \ P
alergenti z i |
- .
prachovych W RS
roztoéli v sow [IE- \, odstranéno
zadrzeném ', |
domacim 10% [~ <«

5 lonty Plasmacluster
(3 000 tontd/cm’)

Redukce plisni

lonty Plasmacluster rozrusuji proteiny burnkovych
membran a odstranuj je ze zadrzenych plisnovych
povrchi, a tim se potlacuji jejich Gcinky

100

M Redukce €807
. - i
p[:sne ; E 50
prenosné £
vzduchem 2]

é 20

Redukce viru

lonty Plasmacluster rozkladaji a odstranuji vysilané
zaspicatélé proteiny rozptylenych virti a snizuji
jejich ucinky
M Redukce vira 100% - \
pfenosnych % .
vzduchem & el 199%.
spa, |2 Ramen *, odstranéno
| béhgn'!_asi 10 minut

v

] e
L S ionty Plasmacluster
(7 000 lonti/om?)*

. k. .

Redukce
pretrvavajiciho
zapachu

lonty Plasmacluster odstranuji vodik z molekul
pretrvavajiciho pachu, rozkladaj je a odstranuiji
slozky zdpachu.

M Redukce il BN
cigaretového
zapachu

Intenzita zapachu

Pirozeny Sionty Plasmacluster
pokles {5 000 lontd/em”)

Zatlm co tyto ¢istice vedUichu mohou odstrafiovat zadrfené viry a jiné kentarinanty, nedokazou vytvoiit Uplné steriini prostfedi. Spoleénost Sharp nezarucuje
schopnost téchto @istiél vaduchuochranovat pred mikrobickou infekei.
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hustotou:
vzduchu
kapacitu
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nnost se zvySuje se vzrustajici
hustotou

Redukce narustu

M Ovéreno v 13 institutech v Japonsku a
na celém svéteé.
Instituty nize sesbiraly validacni tidaje pro zafizeni generujici

ionty Plasmacluster vyrobend od fijna 2000 do prosince 2008 a
zaznamy pouziti produktd.

pretrvavajici

| Substance testu Testovano:

plisné

lonty Plasmacluster s vysokou hustotou snizujf
rozptylené plisné a snizuji narlst zachycené plisné.
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?‘hseh kterd mixde S innosti iontd Plasmacluster
phirozens rist (30 000 iontd/em™)*
* Testovano Japan Food Research Laboratories
= Testovact metoda: Spoleénest Sharp generovala lonty v prostonu 26 m' péstovala plisefi na PVC talifi
béhem 5 dnl a nechals testovacl zaf(zen], aby odhadio rist pisné Rist plisné byl pare 1 podie
smérnice JISZ2911. Spoleénost Sharp nastinila wsledky. (Hustota iontl Plasmaciuster: 30 000 jontivom®
= Cislo testovaci spravy 208071183-001 2 30, dervence 2008
* Viysledky se nevatahuji na séril FU a séli KC-C. Primérnad hustota iontl méfena na sténach
mistnasti vellkosti mistnosti polovice doporudzns velikosti s KC-860E/850E/B40E v redimu
LittEni vaduchu a 2vibiovani pfi maximalnim proudéni vaduchu,

Narust rychlosti
redukce pretrvavajiciho

zapachu (1,5-krat
rychlejsi)

lonty Plasmacluster s vysokou hustotou zvysuji rychlost
dezodorizace. V zavislosti na zplsobu pouZiti Cistice vzduchu muze
koncentrované proudént iontti Plasmacluster s vysokou hustotou
redukovat zapach z potu, ktery se zachytava na oblecent.

B Redukce -
i lonty Plsmcluster
cigaretového = 4 |- (hustotaionti:5 000 lontivem’) [REE :
zapachu z B . 1,5-krat rychlejsi
e 3
textilie 4 5 l ¢
B fonty Plasmuster W)
£ | fhustotaionti: 5000 lontd/cm3)® C;-——.
0 L i

B0 minut Po 2 hodinach

= Testovidna Japan Spinners inspacting Foundationt

* Testovaci metoda: Utinnost dezodarizace na hadikovém vzorku Impregriovaném siotkami
cigaretového zapachu byla hodnocena metodou indikace © drovn intenaity zapachil. Spolecnost
Sharp korwertovala a vypodeta visledky, (Hustota iontl Plasmachuster; 10000 lontd/cm)

* Wysledky se nevztahuji na sérii FU a séril KCC Prdmérma hustota lontl méfend na sténach
mistnosti doparucené vellkosti pro cilovou vysokou hustotu 7000 iontd Plasmacluster <
KC-B60E/RSOE/B40E v redimu Clténl vaduchu a rvibioudni ph maximainim proud&ni veduchu

Aktudinl podet

iasaho Reszarch Center of B ko, i

ks

dspravy 1307142 17 duben 2002

Seoul University (Korea), 15. zati 2003
Shanghal Municipal Center for Disease Control and Py

oy 10530 15, peosinec 2003
vy 00313 1 tmor 2004
Retroscreen Virology, Ltd, (LK), dislo testovaci sprévy PNT-PCS-003 21. fijen 2005
= Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter
(Japonsko), 25. zati 2003 - 31. biezen 2004
Ishikawa Health Service Association Liaponskol, gisio testovac spravy 1206843 24. stpen 2000
Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applid Sciences (Némecko), Rijen 2004
ishikawa Health Senvice Association Lisponsko), fislo testovad] sprivy 1206843 24, srpen 2000
Shanghai Municipal Center for Disase Control and Frevention, dislo testovac spedvy 1053015, prosinec 2003
E o T4 g ks 134043 i ST, e D
Mecical et Hosgatal, Uaponskal, {sprivy 00313 3. prosinec 2003
Profesar Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sclences (Nemeckol, Rien 2004 a lstopad 2004
Harvard School of Public Health (USA) Cislo testovaci spravy MF01-2007 9. biezen 2007
Pietrvavajici zapach | Testovino Japan Spinners Insp i ptivy 080883-3, 27. Estopad 2008
T . . _|TheUniversity Lubeck (Némecko), 22. duben 2002
B O Food Resarch Laboratres otestovad spivy 208070714001 2 tervenec 008
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* Validace wsledkd testd pro jiné testované substance whonavané stejnou testovac! institud ve
steiném fase nejsou zobirazeny.

M Spektru Plasmacluster spolecnosti Sharp véri
vice nez 20 milionu* jednotek po celém svété.

Ve spolupraci s riiznymi spolecnostmi rozsifila spole¢nost Sharp
technologii iont Plasmacluster do nasledujicich odvétvi.

& & Do [y

!dimatizace Cism’.e uzduchu v Generétory fontd Systérny
il Plasmaclusterv  klimatizaci pro
pmm:‘,slu automobilovém  velké iuristncké
pramysiu automaobily
Systémy S)rsrem 24-hodinové Zamlzovaci Ohfev/suseni
kutackych vedeni jontd venliladrﬂ systémy systémy horké vody
ploch trarn[ch saun
Plasmacluster Toalety s KUupelw\cEsyslénw 24-hodinove  Domdci centralni
font bidety ohfevu/ventilace/su ventilani systémy systémy
osvétlen! denl ych prostord klimatizace
E P 4 | g
Plynovy Cistiée vaduchu  Zafizenina Systémy Ciftén|
ohfey pro kojence veduchu do viakd

sanitaci vzduchu
Sharp a zafizeni na generovani lont dodanych
o prosince 2008

iontl a Geinnost odstrafovini a fiténl ze bude |t podie podminek v mistnosti a metody dinnosti,



Jedine¢na ucinna a vykonna zarizeni proudeéni a cirkulace
vzduchu od spolecnosti Sharp umoziuji rychlé odstranovani prachu

Rychlost odstranovani
prachu je

pouze

Vykonné sani vzduchu

8,0 m*/min.

Novy systém proudéni vzduchu od Sharp rychle a Gcinné odstranuje prach

z domacnosti

lonty Plasmacluster rozkladaji 99,9% alergenti z
prachovych roztoci v prachu domécnosti pfenaseného
vzduchem a predchazeji naristu téchto alergend.

Nova tryska s ihlem 20° nabizi
ucinné proudéni vzduchu a cirkulaci

TéméF viechen prach ve vzduchu krouzi po mistnosti bez toho, aby Nové vyvinuta dlouhd a Siroka tryska zalozena na principech
kdy dopad| na zem. Sprcha Plasmacluster vypousténa do mistnosti aerodynamiky poskytuje rychlejsi a stabilnéjsi proudeéni vzduchu.
odstranuje Gc¢inek tohoto prachu. Kromé toho thel trysky 20°
cirkuluje vzduch po mistnosti i e
_ Mikroskopicky prach zistava rychleji, co umozriuje znacné @
v mistnosti. ' rychlé odstrariovani prachu
e 4 a dastic dokonce i ze

vzddlenych koutd.

Dlouha tryska

rrrt

Obrazky simulované pro KC-860E

Narustu alergent z prachovych roztocd U¢inny pfijem vzduchu se zadnim
se predchazi i v nevycisténé mistnosti. panelem nasavani vzduchu s mfizkou

Objem vykonnéhao proudéni vzduchu
jevic nez 1,2-krat" vétsi nez objem
predchozich modeli. Kromé toho
zadni panel nasavani vzduchu s
miizkou nasava toto silne proudeéni
vzduchu bez zanechani jakéhokoliv
prachu nebo &stic $piny. Tato unikatni
konstrukce u¢inné odstranuje prach
dokonce i ze ctyf koutd mistnosti.

Vstupni mfizka zadniho panelu
p— q}
1

Bez ionth
Plasmacluster

Mrtvy prachovy roztod

S ionty
Plasmacluster 3
(3000iontd) S8

1 { Y
Yaldtedni hodnota 1 * S
Pofatedni hadnota Po Ctvfech tydnech

Vykaly prachovych roztol
i Simulovany obrazek pro KC-860E




Sprcha ionta Plasrr‘ulacluster s vysokou hustotou

[na zvihéovani)

%onnéproudénimdudm,pod Ghlem
se zuzujici se tryskou podstatné
zvysuje Io:tesinfprach_ w.

\Tém dvomasobnr'

rychlost odstrafiovani vzduchu

*1 Prblizng hodnota pra KC-860E pf poronanis
predchazim modelem KC-6500€.
* 150%:" tcinnost odstranovani prachu
* 130%" objemu proudéni vzduchu.
(5,1 m¥/min a2 6,6 m*/min)
1; 5 -krat*

rychlejii odstranovani
prachu se stejnym
objemem proudéni
vzduchu

Zbytkovy pomeér (%)

a0 30 80
Daba provozu (min.)

= Testovén spoletnastl Sharp

*» Testovacl metoda Zbytkivy pomés prathi v damicnosti
prendiensho vaducherm byl méfen v mistnost s plochou
phiblizng 13 m' s rovnomiémym proudénim veduchu,

* Fiblidnd hodnota pro KC-860E pll poroynani s
predchazim medelem KC6500E

Proudéni vzduchu pod Ghlem 20°

llustrace 3
Sm
Silné proudéni vaduchu z unikatni aerodynamické
struktury od Sharp dokaZe rychle piijimat prach a
jiné Eastice, dokonce | ze vzdilenych koutd mistnosti,

Vysoce vykonné filtry nabizeji
vykonné odstranovani prachu
a zapachu na dlouha obdobi

prachu.

Rotacni zvlhcovaci
mechanismus

Rotaéni zvihéujici filtr .

{antimikrobialni, antiplishovy}
Zasuvka Prach sbirajici filtr
{antimikrobidlni HEPA filtr)

Viykon odstrafiovan| se Tykd HERA

Umyvatelny dezodorizaéni filtr

Zadni panel (pfedfiltr s mikronovou mfizkou)

Vysoce vykonny HEPA filtr*?
sesbira pribl.

99,97:

A filtru, & né vykanu odstrafovdni pro celot mistnost

Predfiltr s mikronovou miizkou zachytava

mikroskopické prachové éastice
Predfiltr udrZuje vysoky vykon HEPA filtru tim, ze
zabranuje vstupu mikroskopického prachu do hlavnich
casti ¢isti¢e vzduchu. Prach se da jednoduse setfit nebo
smyt z filtru bez odejmuti panelu. Neni potfeba predfiltr
meénit.

2 Umyvatelny dezodoriza¢ni filtr
odstranuje zapachy
Schopnost odstrafnovani zépacht dezodorizaéniho filtru
se da lehce obnovit* pravidelnym omyvanim od prachu
a necistot. Filtr se da opakované umyvat, takze neni
potreba ho ménit.

V zavisiost
iskat plv

todé umyvaninemusi byt moné opét

Antimikrobialni*' HEPA filtr*? zachytava
i prachové castice zdomacnosti o
velikosti 0,3 mikronu
Antimikrobialni*' HEPA filtr** zachytava 99,97%
0,3-mikronovych prachovych &astic zdoméacnosti, a tim
vykonava témer perfektni odstrafiovani prachu. A tento
vysoky vykon se da udrzet po dlouhou dobu pouziti.

Predfiltr
se nemusi
ménit.

Umyvatelny
filtr se
| nemusi ménlt

Odstrafovani alergent a vird
plus prevence nariistu bakterii

Filtry bez oletfeni ¥
[nardst bakterii]

. __._r_-:f_' Predchazv se naristu |
bakterii na filtru

Mnozstvi bakterii

Cas
99,8% alergenii ve vykalech prachovych
roztodd je odstranéno.*

99,99% pylovych alergent je odstranéno.*
99,99% virli je odstranéno.**



Navic vykonné zvlhc¢ovani zvysuje
ucinnost iontd Plasmacluster

Vlhkost 60% vytvari
prijemné prostredi
Rotaéni disk filtru se automaticky
spousti a vypina podle trovné
vlhkosti v celé mistnosti, aby se
vlhkost udrzela na trovni 60%*

a vytvorilo se idealné pfijemné
prostiedi.

Zavisl na rednim obdobl, jaka | na velikost

mistnosti a jafl tey

R0

Zvilhéovani zlepsuje efektivitu a
trvanlivost iontu Plasmacluster

Molekuly vody se akumuluji kolem pozitivnich a nega-
tivnich iontl Plasmacluster, zvysuji jejich velikost a
zdvojnasobuiji jejich trvanlivost a rychlost ¢isténi vzduchu®

Pozitivni nebo negativni iont Molekuly vody

Plasmacluster iont

anch Labaratonies
sTestovatl ja: lonty Plasmacluster t
kolem B m’ 3 zadrand plisery b &7

dve podminky:

Zvlh¢ovani predchazi tomu, aby

prach a pyl cirkuloval a zachytaval
se na satech a jinych vlaknach

Provoz se zvlh¢ovanim a ionty Plasmacluster je 3,5-krat® Gcinnéjsi, co
se tyce snizovani statické elektfiny, pfedchazeni cirkulaci pylu v
mistnosti a jeho zachytavani na zaclonach nebo textiliich.

15-nasobné snizeni

Zachyceny pyl se neodstrani jeho Stacichd aletatiny

pouhym oprasenim. Sprcha iontd
Plasmacluster snizuje statickou elektfinu
a pyl se z textilie odstrani.

Staticka elektfing (kY]

lonty  [Zvindovanialonty |
ster Plasmaciuster | plagmacluster

W Zména staticke elektriny zpisobena
_ zvlhtovanim a ionty Plasmacluster

Pd

Bez jontil Plasmacluster  lonty Plasmacluster
(Rezim sprchy jontl)

Zvihéovani prostrednictvim vypafovani zvihcuje
vasi kiizi tak, Ze i prechazi malinké neviditelné

molekuly vody.
(1 nm = 1/1 000 000 mm)

Vypaiena molekula vody
(para)

PHbl.
3000az 15000 nm

Plasmacluster

iont
Pribl.

2az9%nm
wa H:0 HO ol
o
Piibl, B
0,4nm e

5.

Rotujici zvlhcovaci filtr s detektorem
vihkosti

Detektory teploty a vlhkosti neustédle méfi vihkostni podminky
mistnosti, aby se vihéeni automaticky spoustélo a vypinalo a
zachoval se optimalni stupen vlhkosti. Zvih¢ujici filtr je antimikrobial-
ni a antiplisnovy.

|’ V provozu je éisténi vzduchu se

\ zvihéovanim.
Zvihéovani Zvlhéovani pfestane
l I |
|
Antimikrobialni* 5
antiplisfovy™
zvihéovaci filtr . J—
| =

Rotovani disku
zvihéovaciho
filtru zastane

Rotovan| disku
zvihtovaciho filtru

lonty Plasmacluster s vysokou hustotou snizuji rozptylenou pliser
a snizuji narast plisné na povrsich.

lonty Plasmacluster s vysokou hustotou vytvaieji podminky, ve kterych ma éerna
pliser problémy s ristem na povriich, jako jsou gumoveé ramy oken,

Plisen, ktera mize
prirozené rist

Oblast narlistu vidken
plisné: 50% a 100% z
celkové

lonty Plasmacluster
(30 000/cm*)*

Oblast narustu vidken
plisné: 25% a2 50% z
celkove

ikostl a struktufe




Uéinnost odstrafovani prachu se stanovuje
v

jedenacti urovnich

Cistd quEE— —t"e'g‘é‘s’g‘o}“‘
Cty¥i senzory kontroluji a sleduji
stav vzduchu v mistnosti

Ctyfi senzory na prach, zapach, teplotu* a vihkost pofad
monitoruj vzduch v mistnosti.

0Momw!donmumhonm(hu eMDnlml zapachu € Monitor vihkosti
Senzor prachu detekuje prach  Senzor zapachu detekuje se sleduje v
v mistnosti a indikuje jeho zapachy a indikule jejich f,

intensitu v jedendcti drovnich  intensitu ve thech drovnich
bareviymi zménami (KC-B60E).  barevnymi zménami

Vykonné snizeni odolnych

Ovladaci panel, jednoduchy na pouziti

zapachu
Zvihéovani a ionty Plasmacluster rychle snizuji zdpachy od zvifat a Ovladaci panel se jednoduse pouziva, ma samostatné tlacitka pro pfimé
cigaret, které prosakuji zaclonami, pohovkami a jinymi viakny. spusteni pouze ¢isténi vzduchu, Cisténi vzduchu a zvlhcovani spoleéné a
" ; - ro sprchu Plasmacluster Indikétor vas také upozorni, kdyz filtr
Zulhéovani a ionty Plasmacluster M Redukce cigaretového zapachu z textilie P < b SRR e A
potrebuje odisténi.
na ::;ﬁ;:;:::;au Tlacitko rezimu éistého vzduchu
Srmi s ALt Tlacitko resetovani filtru Tlacitko zap. Tlacitko rezimu cisté

iontové sprchy

ktfiny zpsobena zvlhéovanim a ionty Plasmacluster
ng Foundationt

ndatior

Tlagitko zap./vyp.
Plasmacluster

Tlagitka rychlosti ventildtoru Tlagitko Vyp.
Tlagitko ovladani osvétleni Tlagitko rezimu istého
vzduchu a zvihéeni KC-860E

Snizené vydaje domacnosti a tichy

provoz
4
| Funkce cilené dezodorizace jemné dezodorizuje obleky nebo kabaty Hospodarny i pfi pouziti cely rok
impregnovane nepru?mn?ml pachy pres noc emitovanim na ne Pouze 1/5*' roénich vydaji na elektfinu pfi pouziti isti¢e vzduchu a
J cileného proudu jiontl Plasmacluster

zvlhcovace zvlast.

parcvnani s poulitim distice vaduchu a zvibtovade najednou

s vysokou hustotou. Dezodirtzoving
na nezbadateinou
Plirozeny roven za priblizné
pakles

Tichy chod pro nocni pouziti
Cisténi vzduchu se zvlhéovanim nabizi tichy chod pouze 24 dB, co je

hodin.

8 téméf stejna droven hluku, jako je v tiché kniZnici. Samotné &isténi
8 19 vzduchu bez zvlhéovani je jesté tissi.
- r
" ok = 3 ( KC-860E | KC-850E KC-840E
lonty Plasmcluster | v slabsém proveru | v silndm provezu | v shabém provezu | v siiném provezu | v slabém provazu | v silném provazy

ustota iontl: 100 000 lontd/'cm)*

25 ds |50 d8 | 2248 |47 a8 | 2048 |42 48




Cistice vzduchu Plasmacluster

lonty Plasmacluster s vysokou hustotou

I I
Zvétsen[ panelu
Povrch
mramorového
vzhledu

KC-860E-W (bfly}

48 m:

|doporutena velikost mistnosti*')

- L4 r -
Technické udaje
Modely KC-860E KC-850E KC-B40E
Systém cisténi vaduchu Generator PCI s vysokou hustotou a ventilitor Generdtor PCl s vysokou hustotou a ventildtor Generdtor PCI s vysokou hustotou a ventilator
Rezimy iontd Plasmacluster Zap/Nyp Zap/Nyp Zap/Vyp
Indikdtor Plasmacluster Ano Ano Ano
Zvihéovani Zvihéovaci systém Pfirozené odpafovani Prirozené odpafovani Pirozené odpafovani
Kapacita nadrze 431 4,01 3.01
Kapacita zvihéovan** 730 mi/hodinu 600 mi/hodinu 450 mi/hodinu
Délkovy ovladaé : === Ne Ne Ne
Doporucena velikost mistnosti*'  Bez zvlhéovani 48 m? 38m? 26 m?
Se zvlhéovanim*? 33m? 28m’ 21 m?
Doporuéena velikost mistnosti*? pro ionty Plasmacluster 33m? 28m? 21 m?
Rychlost ventilatoru 3 (max. / sti / nizka) auto a py! 3 (max. / stf / nizka) auto a pyl 3 (max./ stf / nizka) auto a pyl
Napéti/frekvence (V, Hz) 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60
Pfikon (W) Bez zvihéovani 56/19/55 41/116/38 26/95/37
(max. / stf / nizky) Se zvihéovanim 56/21/88 40/135/68 21411516,
Vykon v pohotovostnim rezimu (W) 07 07 0,7
Proud (A) 0550 0,38 0,25
Cinnost invertoru Ano Ano Ano
Proudéni vzduchu Bez zvihéovani 396/240/84 306/ 168 /60 210/132/48
(max. / stf. / nizké) (m*/hodinu) 'Se zvihéovanim 396/240/120 288/168/84 186/132/54
Hladina hluku Bez zvihcovani 51/39/17 47/35/15 45/34/15
(max. / stf { nizka) (dB) Se zvlhéovanim 50/39/25 47/35/22 & 42/34/20
Rezim specidlniho programu lontova sprcha Plasmacluster s vysokou hustotou lontova sprcha Plasmadiuster s vysokou hustotou  lontova sprcha Plasmacluster s vysokou hustotou
Typ filtru Sbér prachu Antimikrobialni HEPA Antimikrobialnl HEPA Antimikrobialni HEPA
Dezodorizace Umyvatelna dezodorizace Umyvatelna dezodorizace Umyvatelna dezodorizace
Predfiltr Ano Ano Ano
Zvihéovani Ano Ano B Ano
Zivotnost filtru Shér prachu/Dezodorizatni filtr
HEPA filtr AZzdoS5 let Azdo5 let Azdos let
Dezodorizacni filtr Azdo 5 let AzdoS5 let Azdo5 let
Zvlhéovaci filtr AZzdo 2 et AZzdo2let ~ Azdo2let
Senzor Zapach Ano Ano Ne
Prach Ano Ano Ano
Teplotaavihkost. Ano Ano Ano
Indikator znaku éistoty Monitor prachu Ano (11 krokd) Ano (9 krokd) Ano (5 krokt)
Znak zapachu Ano (3 krokd) =t  Ano (3 kioki) 058 Ne.
Tlacitko ovladani osvétleni Ano (jasné / tlumene / vyp) Ano (jasne / tumene /vyp.) Ano (jasne / tlumene / vyp)
Délka napajeciho kabelu (m) 20 20 20
Typ zéstreky _TypC 2-kollkowy) Typ C 2-kolkovy) Typ C 2-kolikovy)
Rozmeéry (3 x v x h) (mm) 398x 627 x 288 378 x 586 x 265 360 x 550 % 233
Cista hmotnost (kg) L 11.0 9,0 80
Nahradni filtr HEPA filtr FZ-C‘ISGHFE FZ-C100HFE FZ CTOHFE
Shér prachu/Dezodorizatni filtr
Dezodorizacni filtr FZ-C150DFE FZ-C100DFE FZ-C70DFE
Zvihéovaci filtr FZ-C100MFE FZ-C100MFE FZ-C100MFE

KC-850E-W (bily)

38 m2

|doporuéena velikost mistnosti*')

-R (Eerveny)

Zvitieni panelu:
Krystalovy
leskiy pavich

KC-B40E-W (bily)

26 m?

(doporuéend velikost mistnosti*')




sk

——

KC-930E-W (bily)

2T m?

(doporudeni velikost mistnosti*')

FU-Y30E-W (bily)

2T m?

KC-930E

(doporuéena velikost mistnosti*')

Technické udaje

Modely
Systém éisténi vzduchu

Rezimy fontd Plasmacluster Zaphyp Zap/Vyp
Indikator Plasmacluster - Ano Ano
Zvihéovani Zvlhéovaci systém Prirozené odparovani
Kapacita nadrze 211
Kapacita zvlhéavani*? 350 mi/hodinu — -
Dalkovy ovladat - Ne Ne o 1
Doporuéena velikost mistnosti*' ~ Bez zvihéovani 21m? 21 m?
Se zvihéovanim* 16m? N - =
Doporucena velikost mistnosti*? pro ionty Plasmacluster 17 m? 13m?
Rychlost ventilatoru 3 (max. / st. / nizka) auto 3 (max. / stf. / nizka)
Napéti/frekvence (V, Hz) 220-240, 50/60 220-240, 50/60
Pfikon (W) Bez zvihéovani 27/13/45 49/32/23
(max./sti./nizky)  Sezvihéovanim e — _
Vykon v pohotovostnim rezimu (W) 09 1.0
Proud (A) . S
Cinnost invertoru =
Proudéni vzduchu Bez zvihéovani 180/120/60
(max. / stf./ nizké) (m?*/hodinu) _Sezvihcovanim 180/126/60 — — ——
Hiadina hluku Bez zvihéovani 44/35/24
(max. / stf. / nizkd) (dB) Se zvihéovanim 48/39/22
Rezim specialniho programu - A _ Ewmpeaa— |
Typ filtru Sbér prachu Antimikrobialni HEPA filtr/Dezodorizace  Antimikrobiaini HEPA filtr/Dezodorizace
Dezodorizace
Predfiltr Ano Ano
Zyihéovani iy Ano
Zivotnost filtru Sbér prachw/Dezodorizacni filtr Azdo2let Azdo2let
HEPA filtr
Dezodorizacni filtr
Zvihcovacifie Az 1 rok LEn__
Senzor Zapach Anao Ne
Prach Ne Ne
Teplotaavihkost Ne = o Ne -
Indikator znaku gistoty Monitor prachu
Znakzapachu | Ano (3 kroky) T i
Tiacitko ovladani osvétleni Ano (jasne / VYP) -
Délka napajeciho kabelu {m) 20 20
Typ zastréky Typ C (2-kolikovy) Typ C (2-kolikavy)
Rozméry (5 x v x h) (mm) 375%535x205 356x510x 180
Cista hmotnost (ka) 6,1 50
Néhradni filtr HEPA filtr
Sbér prachwDezodorizacni filtr FZ-Y30SFE FZ-Y305FE
Dezodorizaéni filtr
Zvlhéovaci filtr FZ-Y3OMFE

KC-930E

Generdtor PCls vysokou hustotou a ventidtor. Generdtor Pl s vysokou hustotou a ventitor

FU-Y30E

FU-Y30E
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Néco je ve vzduchu

Pyl, zvifeci srst, domovni prach (prachovi roztoéi), ano,

i plisnové houby, to vie zpisobuje, Ze je v nasich
mistnostech ¢asto zly vzduch. Konvenéni ¢istice vzduchu
s nékolika filtry mohou zlepsit prostfedi vzduchu, ale
nedokazou mnozstvi skodlivin snizit. Cisti¢ vzduchu Sharp
s funkci Plasmacluster a zvlhéovani dokaze bezpeéné a
spolehlivé snizit mnozstvi skodlivych latek.

Osvézuijici jako prochazka lesem.

Lidé maji radi vitalitu ¢erstvého a ¢istého vzduchu.
Napiiklad béhem prochézky lesem nebo blizkost
tekouciho potticku. Tento efekt zptisobuje hlavné vysoka
koncentrace negativnich iontd. Negativni

ionty jsou -z pfirody — obsazeny v cerstvém a vlhcejsim
vzduchu, protoze jsou vysledkem rozpadu moleku vody
na své puvodni slozky H+ a O+

SHARP

SHARP CENTRAL & EASTERN EUROPE, A DIVISION OF SHARP EUROPE
A-1020 VIENNA, HANDELSKAI 342

TEL. +43/(0)1/72 719-0, FAX: +43/(0)1/72 719141

E-MAIL. MARKETING.SCEE@SHARP.EU
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